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Figura 1S. Imagens MEV do filme de DDB (a) morfologia da superfície; 
(b) imagem da seção de corte transversal mostrando a espessura do filme

Figura 2S. Imagens MEV dos eletrodepósitos de Cu sobre DDB nas três 
soluções eletrolíticas. (a) 0,1 mol L-1 HClO4 + 10-3 mol L-1 CuSO4; (b) 0,1 
mol L-1 H2SO4 + 10-3 mol L-1 CuSO4 e (c) 0,5 mol L-1 Na2SO4  + 10-3 mol L-1 
CuSO4, respectivamente


